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The module is developed for high-temperature annealing of samples in air, in vacuum 
and in various gaseous environments. The module includes two independent heaters with a 
maximum temperature of up to 950 º С and up to 1300 º С with the possibility of programmed 
heating control. For vacuuming and gas supply, the corresponding systems of the module for 
plasma-chemical deposition and etching of the Nanofab 100 platform are used. 
Высокотемпературная обработка является широко распространенным этапом 
при изучении физико-химических свойств перспективных неорганических мате-
риалов. Как правило, указанная процедура реализуется в вакууме, на воздухе или 
в необходимой газовой атмосфере в зависимости от поставленных целей. С по-
мощью высокотемпературного отжига, как правило, регулируют содержание де-
фектов в исследуемых образцах, проводят твердофазный синтез новых функцио-
нальных структур, осуществляют заданные фазовые превращения в уже синте-
зированных материалах, одним словом, решают множество различных научно-
технологических задач. В настоящей работе описан оригинальный модуль высо-
котемпературной обработки широкозонных материалов в различных режимах. 
Созданный модуль включает в себя два независимых блока, которыеосу-
ществляют нагрев образцов до 950 º С и 1300 º С. Каждый блок имеет свою си-
стему управления и контроля температуры с помощью электронного регулятора 
Термодат. Отжиг образцов различной природы может одновременно осуществ-
ляться по двум независимым температурным алгоритмам. 
На рис.1 представлена схема вакуумной части разработанного высокотемпе-
ратурного модуля. Для откачки воздуха до уровня 10-4мБар используется вакуум-
ная система серийной установки PE02FAB плазмохимического осаждения и 
травления платформы «Нанофаб 100», которая оснащена форвакуумным и тур-
бомолекулярным насосами. Вакуумирование реакторных камер может произво-
диться независимо. 
Для заполнения реакторной области необходимым газом применяются стан-
дартные баллоны. В случае формирования газовой смеси с заданным соотноше-
нием используется система газоподачи модуля PE02FAB. Точность регулирова-
ния состава смеси достигает 1 sccm. При этом предусмотрена возможность од-




разных газовых смесей в реакторы нагревательных блоков может быть осуществ-
лена независимо друг от друга. Разработанный в настоящей работе высокотемпе-
ратурный модуль был протестирован на примере вакуумной термообработки с 
заданными параметрами широкозонных наноструктур на основе тугоплавких 
нитрида бора и оксида алюминия. 
 
Рис. 1. Схема вакуумной части модуля. 1, 2 – вакуумные краны; 3, 5, 9 – краны си-
стемы топливоподачи ; 4 – манометр; 6, 7 –  быстроразъёмные фланцы; 8, 10 – нагре-
вательные блоки; 11, 12 – образец в тигле. 
 
 
  
